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摘要(译)

用于直接施加DBD等离子体的医疗装置包括等离子体生成模块，该等离
子体生成模块具有被介电屏障围绕在一个实施例中，当高压源施加到电
极时，等离子体由等离子体生成模块的外表面上的环境气体产生。在另
一个实施例中，围绕电极围绕等离子体生成模块的远端部署外壳。气体
流过电极并进入外壳。在一些实施例中，通过抽吸/真空将一些或所有气
体从外壳中移出或泵出。当高压源施加到电极时，使用流入外壳的气体
产生等离子体。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/82eaa062-accc-42bb-8375-744990ce5429
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/054477312/publication/US2016121134A1?q=US2016121134A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220160121134%22.PGNR.&OS=DN/20160121134&RS=DN/20160121134

